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CrossBeam systéem AURIGA Compact:

kombinovany ,,dual beam‘ mikroskop urceny na precizne
Struktrne a chemické analyzy, 2D, 3D zobrazovanie vo
vysokom rozliseni (sekundarne elektrony, spatne odrazené
elektrony, 3D energiovo-disperzné analyza, In-lens duo

a STEM detektor) a na mikro/nanoobrabanie.

SEM (rastrovacia elektronova mikroskopia)
*  Rozlisenie 0,9 nm pri 30kV (STEM
mad), 2,5 nm pri 1kV

+  Zvéclenie 12x-900 000x L
FIB (fokusovany zvazok iénov) \

* RozliSenie 5 nm (30kV, 1pA)
»  ZvicSenie 600x — 500 000x

AURIGA™ CrossBeam®: GEMINI® elektronové delo SEM (stred),
AQ"kéCi e: iénové delo FIB (vlavo) a systém vstrekovania plynov GIS (vpravo)

« Dvoj- a troj-rozmerné zobrazovanie a analyza vodivych i nevodivych materialov
S pouzitim lokalneho kompenzatora naboja

 Priprava ultratenkych lamiel (<50 nm) pre pozorovanie v TEM (aj z miest, ktoré su pre
iné metddy nedostupné- indentacie, opotrebenie...

« Priprava vodivych i nevodivych nanostruktir (< 20 nm) cestou depozicie z plynnej fazy

« Mletie, bombardovanie, iénové leptanie materialov

« ldénova litografia

* Analyza prieénych rezov a Struktarnych rozhrani materialov na stanovenie odolnosti
voci opotrebeniu, kordzii, ¢i oxidacii, meranie hrubky vrstiev, analyza chyb v materiali

*  Priprava mikroutvarov (pilierov) pre nasledné nanomechanické skusanie
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Priklady vybranych aplikécii — Mikromechanické testovanie pomocou instrumentovanej indentdcie
priprava ultratenkej folie, vymielanie materialu, analyza rézne orientovanych WC mikropilierov pripravenych s FIB

Struktitrneho rozhrania, stanovenie hrabky vrstvy...



